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Abstract (en)
In an X-ray anode, in particular a rotary anode having a parent body consisting of a refractory material containing carbon, the anode is provided
with an oxidic top coating containing a homogeneously fused phase outside the focal spot or the focal track to improve the heat radiation. Situated
between the parent body and the oxidic top layer is a two-layer interlayer containing a layer of molybdenum and/or tungsten and a layer of
AI203 containing 1 - 30 % by weight of TiO2. It is only this interlayer which makes it possible to fuse the oxidic top layer satisfactorily to form a
homogeneous phase. In addition, the ageing resistance of the thermal emission coefficient is substantially improved.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Réntgenanode, insbesondere Drehanode mit einem Grundkdrper aus einem Kohlenstoff enthaltenden, hochschmelzenden
Material. AuBerhalb des Brennfleckes bzw. der Brennbahn ist die Rdntgenanode zur Verbesserung der Warmeabstrahlung mit einer oxidischen
Deckschicht mit einer homogen aufgeschmolzenen Phase versehen. Zwischen Grundkérper und oxidischer Deckschicht ist eine zweilagige
Zwischenschicht mit einer Lage Molybdan und/oder Wolfram und einer Lage Al203 mit 1 - 30 Gew.%-Anteilen TiO2 angeordnet. Erst durch diese
Zwischenschicht wird die Aufschmelzung der oxidischen Deckschicht zu einer homogenen Phase ohne Probleme mdglich. Darliberhinaus wird die
Alterungsbestéandigkeit des thermischen Emissionskoeffizienten wesentlich verbessert.
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